
AMR INCORPORATED

ADVANCE CaptiveSprayソース（CSI） 
with ゼロエアー

for Thermo, AB Sciex and Bruker
ナノLC/MSの最適化に！　セミミクロLCの高感度化に!

感度向上：ゼロエアー（純空気）をアシストガスとして使用し更に感度UP

スプレーの安定性向上：外気を遮断する構造でS/Nも向上し、耐久性もUP

取扱性の進化：取付・取外しが簡便で、スプレー位置調整も不要

XIC of +MRM (20 pairs): 461.8/722.4 Da  from Sample 2 (110824_BSA100f_SRM_002) of 110824_BSA100f_SRM.wiff (Nanospray) Max. 5.2e5 cps.
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XIC of +MRM (20 pairs): 461.8/722.4 Da  from Sample 1 (110915_BSA100f_SRM_bombe0.87=GS10_002) of 110915_BSA100f_SRM.wiff (Nanos... Max. 3.1e6 cps.
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XIC of +MRM (20 pairs): 461.8/722.4 Da  from Sample 2 (110905_BSA100f_SRM_002) of 110905_BSA100f_SRM.wiff (Nanospray) Max. 1.5e6 cps.
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XIC of +MRM (20 pairs): 461.8/722.4 Da  from Sample 3 (110909_BSA100f_SRM_GS-10_003) of 110909_BSA100f_SRM.wiff (Nanospray) Max. 2.6e6 cps.
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CaptiveSpray Ionization（CSI）ソースと
ゼロエアーシステムとの組み合わせ

測定データ
トリプシン消化した BSA100fmol のうち10本のペプチドを AB Sciex, 4000QTRAP によるSRM モード
にて測定しました。 ※Y軸スケールは４つとも同一です。
Flow rate: 500nl/min、Analysis column: L -column, C18, 3um, 0.1 x 150 mm (CERI)

CSIとG1グレード
のゼロエアー

CSIと4000QTRAP
のガスを用いた
ゼロエアー

H6システム
（AMR製クローズド
イオンソース）

CSI、
ゼロエアーシステム

なし



仕様
流速：0.2～5uL/min ＊MSにより異なります
SprayTip：内径 20um 

MS4

スプリッター

5uL/min

※MSへの導入量が減る事で汚れ難い

AMR INCORPORATED

エーエムアール株式会社
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応用例①
ナノLC 500nL/min
ナノLCカラムで最適化

応用例②
セミミクロLC 200uL/min
スプリットフロー導入で、高感度化＆耐久性向上

スプレー位置など煩雑な調整は不要
Tipはアッセンブリー式で交換も簡単

Tip

CaptiveSpray Probe構造

CSI専用カラムオーブンを用い
　最適化が可能

AB Sciex MS用 Bruker MS用Thermo MS用
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